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１．概要（Summary）
メソポーラスシリカは二酸化ケイ素を材料とし、均一で

規則的なメソ孔を持つ。ポーラス材は通常のバルク材と大

きく異なる特性を有することからさまざまな分野への応用

が期待される。表面物性制御例えば親水性、疎水性もそ

の一つである。表面修飾剤であるプロピオール酸を用い

ることによりナノポーラス Si の表面改質を試み、疎水性

表面において金属イオンの濃縮が起こり、金属の析出が

著しく促進されるという報告もあり[1]、ポーラスの形態が大

きく表面物性に影響を与えていると考えられる。本検討で

はメソポーラスシリカ細孔表面をプロピルスルホン酸基で

修飾した薄膜形態のメソポーラスシリカについて、その膜

厚方向におけるプロピルスルホン酸基の分布の測定を試

みた。厚み方向の組成分析にはグロー放電発光分析装

置（GD-OES）を用いた。

２．実験（Experimental）
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞

３．結果と考察（Results and Discussion）
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞
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